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Abstract (en)
[origin: US4565608A] There is provided a bath composition for the electrolytic deposition of copper-tin alloy coatings which contain besides the
customary components (copper cyanide, stannate, complex former, free cyanide, and hydroxide) at least one organic material from at least one of
the following groups: (a) fatty acid amidoalky! dialkylamine oxides of the general formula R1CO-NH(CH2)n-N(R2)2->0, wherein R1 is an alkyl group
having 11 to 17 carbon atoms, R2 is an alkyl group having 1 to 5 carbon atoms, and n is 1-30 (b) fatty acid amidoalkyl-dialkylamine betaines of the
general formula R1CO-NH(CH2)n-(+)N(R2)2-CH2-COO(-), wherein R1 is an alkyl group having 11 to 17 carbon atoms, R2 is an alkyl group having
1 to 5 carbon atoms, and n is 1-30, and (c) ethoxylated naphthols of the general formula <IMAGE> wherein R3 is H or O(CH2-CH20)mH, R4 is
O(CH2CH20)mH or H m=10 to 14, e.g., 10, 12, or 14 in an amount of 0.05 to 5 g/I.

Abstract (de)
Es wird eine Badzusammensetzung zur galvanischen Abscheidung von Kupfer-Zinn-Legierungsiiberziigen angegeben, die neben den Ublichen
Bestandteilen (Kupfercyanid, Stannat, Komplexbildner, freies Cyanid und Hydroxid) noch organische Substanzen aus einer oder mehreren der
folgenden Gruppen enthalt: a) Fettsdure-amido-alkyl-dialkylaminoxide der allgemeinen Formel R1CO-NH(CH2)n - N(R2)2 — 0, wobei R1 =
Alkylgruppe mit 11 bis 17 c-atomen R2= Alkylgruppe mit 1 bis 5 C-atomen n= 1 - 30 bedeuten, b) Fettsdure-amido-alkyl-dialkylamin-betaine
der allgemeinen Formel R1CO-NH(CH2)n - <®>N(R2)2 - CH2COO <©>, wobei R1= Alkylgruppe mit 11 bis 17 C-atomen R2= Alkylgruppe mit
1 bis 5 C-atomen n= 1 - 30 bedeuten, c) Athoxylierte Naphthole der allgemeinen Formel <IMAGE> wobei R1= H oder O(CH2-CH20)nH, R2=
O(CH2CH20)nH oder H n= 12, 12 oder 14 bedeuten in Mengen von 0,05 bis 5 g/I.
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